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물질
밀도

( )
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수소(H2)

비압축성 
이상기체  






온도에 따른 함수
   






프로Khimera
그램을 이용해 

계산

프로Khimera
그램을 이용해 

계산

흑연(C) 2490 771 2.45 N/A

구리(Cu) 8978 381 387.6 N/A

        ≤≺ 

        ≤ ≺ 
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경계 경계조건 유형 표면 방사율 물질

Filament 등열속 조건 0.4 N/A

Chamber 등온 조건 (350 K) 0.1 N/A

Stainless steel 등온 조건 (450 K) 0.1 N/A

Heat Shield 조건Coupled 0.5 구리

Worktable 조건Coupled 0.5 구리

Graphite 조건Coupled 0.75 흑연

Copper 조건Coupled 0.1 구리
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반응식   

1 H+H+H2 H↔ 2+H2 × -0.6 0

반응식   

1 Tas+H2 TaH+H→ × 0.5 20.736

2 TaH+H Ta→ s+H2 × 0 0

3 TaH H+Ta→ s
× 0 82.944

4 H++Tas TaH→ × 0 0

반응식   

1 Cs+H2 CH+H→ × 1.12 14.940

2 CH+H C→ s+H2 × 0 7.003

3 CH H+C→ s
× -0.72 95.483

4 Cs+H CH→ × 0 0
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